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中期経営計画 （2025年3月期ー2027年3月期）
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経営目標

持続的成長へ

2019.3－2021.3

売上高 292億円
営業利益 38億円
営業利益率 13.2％
ROE 10.0%

2021年3月期実績

2022.3－2024.3

売上高 371億円
営業利益 57億円
営業利益率 15.4％
ROE 10.8%

2024年3月期実績

新中期経営計画

売上高 500億円
営業利益 77億円
営業利益率 15.5％
ROE  13%以上

2025.3－2027.3

2027年3月期計画
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基本方針

01

02

持続的な成長への戦略投資

事業競争力を重視した成長戦略
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③埼玉 分析機器事業生産棟
2025年10月 稼働開始

★福島 ２事業生産棟
2028～2029年頃 稼働開始①山形 半導体事業生産棟

2027年1月 稼働開始

②福島 半導体事業生産棟
2026年4月 稼働開始

（１）持続的な成長への戦略投資

投資
20億円

投資
12億円

新中計の３年間 成長を加速させるための戦略的な大型投資を実施

※分析機器事業・半導体事業との共同工場を構想中

投資
約40億円投資

35～40
億円
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★福島県伊達市
【分析機器・半導体事業】
投資額40億円
2028～2029年頃 稼働開始

★福島県伊達市
GC装置等の生産能力拡充
半導体事業の生産能力増強
既存対象工場比：約3倍

③埼玉県入間市
【分析機器事業】
投資額12億円
2025年10月 稼働開始

7.2％

14.9%

売上高設備投資比率

直近３期実績

中期経営計画の3期計画値

①山形県山形市
【半導体事業】
投資額35～40億円
2027年1月 稼働開始

①山形県山形市
火加工の生産能力増強
既存蔵王工場比：約2倍

②福島県喜多方市
機械加工の生産能力増強
既存アイシンテック工場比
：約1.5倍

③埼玉県入間市
カスタムメイドGC装置の
生産能力増強
既存武蔵工場比：約3倍

※GC：ガスクロマトグラフィー

※算出方法：
設備投資額÷売上高

②福島県喜多方市
【半導体事業】
投資額20億円
2026年4月 稼働開始

投資総額
約100億円

（１）持続的な成長への戦略投資

フル稼働時の
売上高増加額
約90億円
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（２）事業競争力を重視した成長戦略

分析機器事業

半導体事業

自動認識事業

02 国内市場の拡充

01海外販売の強化

03 R＆D部門の強化

02 持続可能な収益性の向上

01生産能力増強と効率最大化

03 新規顧客と市場の開拓

02 技術トレンドの取り込み

01 RFID関連製品のライン・チャネル拡大

03 経営基盤の強化

0301 02
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競争優位性の獲得

収益性の向上

成長ポテンシャル
の向上

海外売上高の拡大

チャネルの強化

製品ポート
フォリオの拡大

海外の高い市場成長率

海外における装置販売の
余地

国内市場の拡充

海外販売の強化

R＆D部門の
強化

ニーズの
ブラックボックス化

販売チャネルの過渡期

オープンイノベーション
の浸透

分析対象や手法の多様化

国内売上高の拡大

最適なソリュー
ションの提供

差別化の向上

・成長の源泉となるコア技術の探求
・開発プロセスの再構築
・組織外に展開する市場機会の検討
・最先端技術の導入
・分析業界全体を見据えての技術力の向上

・装置販売拡販の法令対応
・海外販売製品の拡充
・販売体制やサポート体制の最適化
・海外部門の人材開発
・海外販売店との協力体制の増強

・営業支援システム等の整備による効率化
・新たな商材の発掘
・技術サービス強化による差別化
・自社製品との統合型提案の促進

（２）事業競争力を重視した成長戦略

背景 方針 具体的施策
01

02

03

分析機器事業
期待される効果
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売上・利益の向上

生産量の増強

市場競争力の強化

背景

デジタルシフトの加速

旺盛な半導体需要の
高まり

持続可能な
収益性の向上

生産能力増強と
効率最大化

新規顧客と市場の
開拓

原材料の高騰

地政学リスク

グローバリゼーション

顧客ニーズの変化

収益性の向上

株主価値の向上

従業員満足度の
向上

・火加工・機械加工工場の新設
・自動化による生産ラインの効率化
・AI技術を用いたロボットの活用拡大
・火加工の熟練技術者を長期視点で育成

・サプライチェーンマネジメントの最適化
・柔軟な生産拠点の検討
・価格戦略の最適化
・リスク管理の強化と継続

半導体事業

（２）事業競争力を重視した成長戦略

背景 具体的施策方針
01

02

03
・海外を中心とした新規顧客の開拓
・休眠顧客の掘り起こし
・当社独自技術を軸にした新規市場の開拓
・外国語（英語、中国語等）の教育

差別化の向上

リスク分散

売上・利益の向上

期待される効果
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業務効率の向上

製造基盤の強靭化

生産システムの
安定化

製品ラインの拡充

プレゼンスの向上

独自ポジションの
獲得

背景

セキュリティ意識の上昇

特定分野に精通した
営業の要望

技術トレンドの
取り込み

RFID関連製品の
ライン・

チャネル拡大

経営基盤の強化

規格変更や新たなニーズ

加速する技術革新

サプライチェーンの変化

成長インフラの脆弱性

競争優位性の獲得

顧客満足の向上

成長ポテンシャル
の向上

・セキュアマイコン搭載モジュールの拡販
・BLE搭載型入退室管理システムの新規販売
・UHF帯RFIDによる物品管理システムの拡販
・Web経由での販売ルートの開拓

・スマートフォン対応タイプの準備
・新世代標準暗号化方式採用モデルの拡充
・透明フレキシブルアンテナ採用モジュール
の上市

自動認識事業

（２）事業競争力を重視した成長戦略

背景 具体的施策

・戦略的な調達体制の確立
・品質管理体制の拡充
・人材の採用・育成の強化

方針
01

02

03

期待される効果
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事業セグメント別 売上目標

営業利益
（百万円）

2024.3
実績

2025.3
計画

2026.3
計画

2027.3
計画 増加率 CAGR

分析機器事業 1,962 1,950 1,853 2,108 7.4% 2.4%
半導体事業 3,615 4,070 4,531 5,431 50.2% 14.5%
自動認識事業 134 120 133 200 48.7% 14.1%
全社 5,714 6,140 6,518 7,739 35.4% 10.6%

売上高
（百万円）

2024.3
実績

2025.3
計画

2026.3
計画

2027.3
計画 増加率 CAGR

分析機器事業 18,281 19,200 20,500 22,500 23.1% 7.2%
半導体事業 17,029 20,160 22,000 25,000 46.8% 13.7%
自動認識事業 1,836 1,960 2,200 2,500 36.2% 10.8%
全社 37,148 41,320 44,700 50,000 34.6% 10.4%

（億円）

売上高 営業利益
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2025.3
計画

2026.3
計画

2027.3
計画

営業利益
77億円

57億円

65億円61億円

CAGR
10.6％

371億円

売上高
500億円

447億円413億円

CAGR
10.4％

（億円）

※増加率・CAGR:2024.3-2027.3比較 ※増加率・CAGR:2024.3-2027.3比較
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※2025.3ー2027.３ 累計値

持続的成長と企業価値最大化に向けた成長投資を最優先します

資本政策（キャッシュアロケーション）

成長
投資

株主
還元

基盤投資
約60億円※

戦略投資
約100億円※

(生産キャパの増加）

配当
約45億※

(配当性向30％）

営業CF
約120億円※

手元資金
約30億円

借入余力
約55億円

205億円

キャッシュイン キャッシュアウト
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資本政策（株主還元）

基本方針 配当性向30％を目標
今後の事業拡大と内部資金の確保と株主各位への長期にわたる安定的な配当を
念頭に、財務状況・利益水準・配当性向などを総合的に勘案して実施

※2024.3以前の配当金は、ジーエルサイエンス㈱における配当金を記載しています

27 30 40 30 40 50
65 70

21.0%
17.6%

20.5%
18.8% 18.2% 18.4% 19.1%

20.9%

30%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0

20

40

60

80

100

120

140

2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 2025.3

配当金（円） 配当性向



30© GLTECHNO HOLDINGS, INC.

サステナビリティ基本方針

※サステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティ経営に取り組んでまいります

変わり続ける事業環境の中で、レジリエンスを高め
柔軟に対応することで、競争力および生産性の向上を実現します

本業の活動を通じて、社会貢献を持続的に推進します

法令をはじめとした社会のルールを遵守するだけではなく
すべてのステークホルダーからの期待に応えるよう努めます

持続的な企業価値の向上

事業を通じた
社会課題の解決

ガバナンス体制の強化

気変動への対応、循環型社会への取組など、ステークホルダーとの
協働・共創を推進し、より良い未来の実現を目指します環境保全への貢献

お客様の課題解決のために挑戦を続け、社会に貢献できる人材を育成し
やりがいと誇りをもって安全・健康に働くことができる環境を提供します

企業活動を支える人材の
育成と活躍の推進

ジーエルテクノグループは、『真に社会性のある企業への成長』という「企業理念」のもと、社員が働くことへの幸
せを感じる環境作り、持続的企業発展のための創造や挑戦、製造改善や新技術による環境問題への取組を通じた社会
貢献を行っていきます。また、得られた利益は「会社・株主・社員・社会」に公正に分配し、技術や利益をもって
「地球と社会の持続可能な発展」へと貢献します。
『道は一つ、共に進もう』を永久スローガンとし、ステークホルダーと共に社会課題解決に取り組んでいきます。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

基本理念

基本方針
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